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Материалы и методы исследования
На кремниевых пластинах марки КДБ-10 диаметром 100 мм и ориентацией <111> пирогенным 

окислением при температуре 850 °С формировался оксид кремния толщиной 70 нм. Затем на оксид 
кремния методом газофазного осаждения наносился слой поликремния толщиной 0,25 мкм, на поверх-
ность которого магнетронным методом напылялась пленка алюминия толщиной 1,5 мкм. Для напыле-
ния пленки использовалась алюминиевая мишень с 1 % примеси кремния. Часть полученных структур 
алюминий – поликремний – двуокись кремния подвергались различным видам термообработки: стан-
дартной (длительной) термообработке (450 °С, 20 мин, среда N2 ) и БТО (450 °С, 7 с, среда Ar). Другая 
часть структур не подвергались воздействию температуры. Процесс БТО пластин выполнялся в среде Ar 
при атмосферном давлении системой УБТО ПИТ-1801 (ООО «Перспективные инновационные техно-
логии», Беларусь). Атмосфера Ar была выбрана в целях исключения процессов окисления алюминия 
при термообработке. Пластины облучались с непланарной стороны потоками фотонов 20 галогенных 
ламп импульсами постоянной мощности длительностью 7 с. Мощность излучения ламп обеспечивала 
достижение температуры нагрева пластины 450 °С в течение 7 с. 

Исследование границы раздела алюминий – поликремний и определение элементного состава осу-
ществлялись на сколе пластины с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) S-4800 (Hitachi, 
Япония) с энергодисперсионным спектрометром Quantax-200 (Bruker, Германия).

Результаты и их обсуждение
Влияние длительной термообработки и БТО на формирование границы раздела алюминий – поли-

кремний показано на рис. 1–3.

Рис. 1. РЭМ-изображения  
структуры алюминий – поликремний – двуокись кремния без термообработки: 

a – поверхность алюминия без наклона; б – поверхность алюминия под наклоном; в – скол структуры
Fig. 1. SEM images of the aluminum – polysilicon – silicon dioxide structure without thermal treatment: 

a – aluminum surface without tilt; b – tilted aluminum surface; c – structure cross section

Рис. 2. РЭМ-изображения  
структуры алюминий – поликремний – двуокись кремния 

после длительной термообработки (450 °С, 20 мин, среда N2 ): 
a – поверхность алюминия без наклона; б – поверхность алюминия под наклоном; в – скол структуры

Fig. 2. SEM images of the aluminum – polysilicon – silicon dioxide structure  
after long-term treatment (450 °С, 20 min, N2 environment): 

a – aluminum surface without tilt; b – tilted aluminum surface; c – structure cross section


